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불활성 대기에서의 UV 경화 

패키지 인쇄, 코팅 및 릴리스 실리콘 코팅 분야에서 

생산성 향상 

  시스템 특징   

•잔류 산소 제어: 30 ppm 미만 가능 

•잔류 산소 측정 장치를 통한 질소량 제어 

•낮은 질소 소비량 

•낮은 온도 부하  

 

 

 

장점 

•생산성 향상 

•표면 품질 개선 

•에너지 절감 

•온도에 민감한 소재 가공 가능 

 

 

 



  

불활성 대기에서의 UV 경화 
 

Hönle 그룹은 불활성 경화 기술 분야에서 풍부한 경험을 

보유하고 있습니다. 당사는 이 경험을 바탕으로 고객의 

요구에 맞춰 각 불활성 시스템을 최적화합니다. 이를 

통해 고객은 투자 및 운영 비용을 최적화하면서도 뛰어난 

제품 품질을 누릴 수 있습니다. 

Hönle의 검증된 UV 경화 장비 제품군은 아크 길이 

60mm에서 2600mm까지 제공되며, 전력 제어는 

20%에서 100%까지 가능하고, 모든 표준 스펙트럼뿐만 

아니라 다양한 비표준 스펙트럼도 지원됩니다.

불활성화 과정에서는 조사 영역의 산소(O₂)가 일반적으로 

질소(N₂)와 같은 불활성 가스로 대체됩니다. 

 

 

 

 
불활성 기술의 작동 원리 

 UV 경화 기술의 원리는 UV 조사에 의한 
광개시제(photoinitiator)의 라디칼 생성에 기초합니다. 이렇게 
생성된 자유 라디칼은 바인더의 이중 결합을 분해하여 
중합(polymerization) 과정을 시작합니다. 그러나 산소(O₂)가 
존재하면 아래 설명된 바와 같이 라디칼 생성 및 연쇄 반응이 
방해받을 수 있습니다. 긴 중합체 사슬을 형성하는 대신, 
광개시제와 단량체의 라디칼이 산소(O₂) 분자와 조기 반응하게 
되며, 이로 인해 가교 반응(cross-linking)이 중단됩니다. 

불활성화가 생산 공정에 미치는 긍정적인 효과는 다양합니다: 

•우수한 표면 경화 및 뛰어난 특성 

•침전 작용을 통한 완전한 경화, 별도의 후경화 불필요 

•전면 백색과 같은 ‘문제 색상’도 고속으로 경화 가능 

•UV 잉크 및 바니시 내 광개시제 사용량 감소로 인한 비용 

절감 

•광개시제 사용량 감소 및 높은 가교도로 인해 마이그레이션 

감소 

•더 적은 UV 조사량과 증가된 생산 속도 

•오존 생성 감소 

•냄새 감소 

•황변 현상 감소 
 

 
불활성 UV 시스템의 기본 구조

 
 

 

대기 환경 산소 21% 

코팅 

기판 

불활성화 처리 산소 농도 <30 ppm 

코팅 

기판 



 
 

산소 농도 모니터링 
불활성 가스로는 일반적으로 질소(N₂)가 사용되며, 탱크에서 

파이프를 통해 UV 장비의 불활성 챔버로 직접 공급됩니다. 

공정 조건의 일관성과 품질 수준 유지를 위해, 불활성 챔버 

내 잔류 산소를 모니터링하는 것이 권장됩니다. 이 경우, 

불활성 챔버의 가스 충전은 일정한 가스 제어를 통해 제어 및 

최적화됩니다. 자동 제어는 잔류 산소 한계 준수뿐만 아니라 

경제적 최적화도 함께 고려합니다. 

 

허용 가능한 최대 산소 농도는 적용되는 화학 물질의 

요구사항에 따라 달라지며, 용도에 따라 상이할 수 있습니다. 

예를 들어, 릴리스 코팅용 라디칼 경화 실리콘은 < 30 

ppm의 산소 최대치를 요구하며, 이는 시스템에 매우 높은 

성능을 요구하고 극히 빠른 공정 속도 또한 수반됩니다. 

 

그 외 응용 분야에서는 불활성화 수준이 % 단위 범위 

내에서도 가능하여, 투자 비용과 질소 소비 비용을 제어할 수 

있고 경제적인 불활성화 처리가 가능합니다. 

 

응용 사례: 
 
응용 분야: 코팅, 마감, 인쇄 

산소 농도: < 30 ppm 

UV 램프: 수량, 폭, 출력은 각각의 응용에 

따라 다름 

UV 모니터링: 온라인 모니터링 옵션 

불활성화 공정:   

수평 또는 수직 패스용 서리 설계 
 

예시:실리콘 처리 공정: 잔류 산소 농도 < 30 ppm, 2 x 200 W/cm, 400 m/분 

수랭식 드럼 기반 설비 설계 
 

 

장점: 기판에 가해지는 온도 부하 감소

산소 농도에 따라 가스 

공급을 자동 제어하는 

질소(N₂) 방식 

 

 

 



 
 

전자식 전원 공급 장치(EPS)의 사내 제조 
To supply and control the UV units, electronic power sup- 
plies made by Hönle are used. Compared to conventional 
ballasts, the UV output can be increased by 10% while the 
electrical power stays the same. With improved reignition, 
the usable life of the UV lamps can be extended. The maxi- 
mum power output of the electronic power supplies ranges 
from 9.2 kW up to 40 kW. 

 

 

전자식 전원 공급 장치 (EPS)        

맟춤형 UV 램프 
 
The core of all UV systems is the lamp. As a systems manu- 
facturer, Hönle distributes lamps developed and produced in 
its own manufacturing facility. This assures that the lamps 
supplied are designed and adjusted as required for the 
specified application. Lamps are available in arc lengths from 
50 mm up to 3000 mm and power outputs of up to 60 kW. 
As well as all standard spectra, we also develop customer 
specified spectra for special applications. 

 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

UV 장치의 전원 공급 및 제어를 위해 Hönle에서 자체 

제작한 전자식 전원 공급 장치가 사용됩니다. 기존의 

안정기(ballast)와 비교하여, 동일한 전력 소비로 UV 

출력이 약 10% 증가합니다. 재점화 성능이 향상되어 

UV 램프의 사용 수명도 연장됩니다. 전자식 전원 공급 

장치의 최대 출력은 9.2 kW에서 40 kW까지 

다양합니다. 

모든 UV 시스템의 핵심은 램프입니다. 시스템 제조업체인 

Hönle은 자사 제조 시설에서 개발 및 생산된 램프를 직접 

공급합니다. 이를 통해 각 응용 분야에 맞춰 설계되고 조정된 

램프를 제공할 수 있습니다. 

램프는 50mm부터 3000mm까지의 아크 길이와 최대 60kW의 

출력으로 제공됩니다. 모든 표준 스펙트럼은 물론, 특수한 

응용을 위한 고객 맞춤형 스펙트럼도 개발 가능합니다. 

맞춤형 UV 램프 

Hönle의 생산 공정에서의 UV 램프 


